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Al 0.08 0.04 0.03
Si 0.55 0.25 | 0.15
P 0.03 0.04 | 0.03
Vv 0.22 0.22 | 0.24
Cr 1.3 12.0 12.5
Mn 0.37 0.12 | 0.19
Fe 86. 2 86. 1 85.7
Ni 0.24 0.32 | 0.21
Cu 0.17 0.07 | 0.07
Mo 0.84 0.84 | 0.86
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